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近年、高度情報化社会の持続的発展のため、シリコン

に代わる新材料・新原理に基づくエレクトロニクスデバイス

の研究開発が精力的に行われている。機能性酸化物もそ

のような新材料の一つである。酸化物の電気特性は、酸

化物中の酸素量に強く依存するため、その薄膜を用いた

デバイスにおいては、成膜条件やプロセスが酸素分布に

与える影響を詳細に調べることが、デバイスの特性向上

に向けて必要不可欠である。今回、同位体酸素(18O)でラ

ベリングした酸化物薄膜の積層構造を作製し、熱処理に

よる酸素分布の変化について、二次イオン質量分析法

（SIMS, Secondary Ion Mass Spectroscopy）により評

価した。 

１．概要（Summary） 

 

・利用した主な装置：二次イオン質量分析装置(D-SIMS) 
２．実験（Experimental） 

・実験方法： 
スパッタリング法を用いて、積層構造 M1/M2-Ox/M2-Oy/ 

M3 を作製した。M3 が基板側である。ここで、M1、M2、

M3 はそれぞれ金属元素であり、M2-Ox および M2-Oy は

反応性スパッタリング法で成膜している。M2-Oy 中の酸素

量は M2-Ox 中の酸素量より多く、x < y である。また、

M2-Oy を成膜する際、プロセスガス中に濃度 98%の 18O
ガスを混合することによってラベリングしている。成膜後に

熱処理を行い、酸素の分布の変化を SIMS で評価した。 
 

Fig.1(a)および 1(b)はそれぞれ、積層構造のうち

M2-Ox/M2-Oy部分の 16O および 18Oの分布である。成膜

直後の状態  (As deposition) と、熱処理後の状態 

(Annealed) とを比較している。なお、16O、18O ともにセシ

ウムの信号強度を用いて規格化している。熱処理により

M2-Oy層から M2-Ox層へ酸素が移動する様子を捉えるこ

とができた。16O と比較して、ラベルに用いた 18O のプロフ

ァイルにおいて、熱処理による酸素分布の変化をより明瞭

に観測する事ができた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 (a) 16O and (b) 18O SIMS profiles in 

M2-Ox/M2-Oy. 
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